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Park Systems de un vistazo

Park Systems ha sido el lider innovador en microscopia de nanoescala y metrologia a lo largo de su larga historia y
continta invirtiendo en el desarrollo de nuevas tecnologias emergentes, habiendo desempefiado un papel fundamental
en el desarrollo de la tecnologia de AFM. Desde nuestras sedes en Corea, Estados Unidos, Japdn y Singapur, creamos

algunos de los AFM mas precisos y eficaces del mundo para la investigacion y la industria. Nuestro equipo humano se Los productos de Park Systems son utilizados por algunos de los mas notables investigadores y corporaciones en todo

esmera constantemente en sequir las necesidades de los cientificos e ingenieros en todo el mundo. En un mercado el mundo. Nos esforzamos por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, trabajando constantemente para crear
global y en crecimiento constante como el de la microscopia, continuaremos innovando y desarrollando nuevos sistemas la tecnologia de microscopia de nanoescala mas precisa y facil de usar.

y caracteristicas que sigan haciendo a nuestros productos la mas eficaz y eficiente microscopia de nanoescala existente.

Somos a quienes servimos:
Nuestros clientes y sus aplicaciones
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El innovador de la tecnologia AFM

El lugar de nacimiento de AFM  La primera empresa de AFM

Prof. C'E'mfte A %

Invencion del AFM.(Stanford Urii'v.ersity)'

De donde venimos

Park Systems ha sido desde el inicio una fuerza innovadora en nuevas soluciones de microscopia y metrologia a hanoescala. El Director
General y fundador, Dr. Sang-Il Park fue parte del equipo original de la Universidad de Stanford que desarrollé la tecnologia AFM en la
década de 1980 y marcé el-camino para los sistemas disponibles hoy en dia. Mientras que la tecnologia AFM progresaba, Park
comenzé a reconocer el potencial de la tecnologia AFM en una amplia gama de campos. En 1997, lanzo esta nueva y sofisticada
tecnologia de imagen y metrologia a nanoescala a un mercado mas amplio fundando Park Scientific Instruments, primera compafiia
comercial de AFM del mundo y renombrada como Park Systems mas adelante.
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A donde nos dirigimos

A medida que la investigacion en la nanoescala en las industrias de semiconductores y discos duros crece, el mercado global de
microscopia emergente de nanoescala y tecnologia de metrologia crece con ella. Hoy en dia, investigadores e ingenieros continian
demandando tecnologia de AFM mejor y méas eficaz para aumentar su productividad y la calidad de su trabajo. Se espera que la
industria de la microscopia en todo el mundo alcance un valor de $ 6,200 millones en 2018 y crezca casi un 28%

anualmente, con la microscopia de fuerza atémica como uno de los principales factores de crecimiento. [1]

En Park Systems nuestra gente trabaja cada dia esmerandose en cumplir con el espiritu innovador de los origenes de la empresa.
Aunque nuestra historia en la tecnologia AFM es ilustre, nunca hemos dejado de innovar, revisar y desarrollar nueva tecnologia.
Nuestros productos estan construidos con las caracteristicas y tecnologias mas innovadoras de hoy, y estamos constantemente
trabajando en el desarrollo de nuevas funcionalidades que facilitan a los ingenieros e investigadores ser mas precisos y mas
eficientes. En Park, creamos herramientas de la mejor clase que permiten a nuestros clientes concentrarse en hacer un trabajo
increible, sabiendo que sus medidas son exactas, repetibles y faciles de hacer.
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Tecnologia Innovadora

Nuestra gama completa de AFMs ofrece a los usuarios una precision sin igual ademas de facilidad de uso. Con
AFMs disefiados especificamente para ser utilizados en ciencia de materiales, electronica, ciencias de la vida,
nanotecnologia y otras areas de la investigacion y la industria, nuestras herramientas son de confianza para
entregar ultra alta resolucion con medidas extremadamente exactas, rapidas y sencillas.

El Unico y verdadero AFM sin contacto del mundo

Los AFM de Park son los tnicos que presentan un modo True Non-Contact™, permitiendo a los usuarios tomar repetidas medidas
conservando a la vez la agudeza de la punta y sin dafiar la superficie de la muestra. Esto proporciona exploraciones mejores y mas
precisas y reduce el mantenimiento requerido.

Cuando se activa el modo de True Non-contact™, un modulador piezoeléctrico vibra
la micropalanca con una pequefia amplitud y frecuencia fija cerca de su resonancia
intrinseca. A medida que la punta se acerca a la muestra, la fuerza de atraccion de
van der Waals entre la punta y la muestra influye en la amplitud y fase de la
vibracion la micropalanca. Estos cambios de amplitud y fase son monitoreados por el
sistema de retroalimentacion del servomecanismo Z en el AFM de Park, que

mantiene una distancia entre la punta y la superficie de unos pocos nandmetros sin
True Non-Contact™ Mode . - P y P P
dafiar la superficie de la muestra o la punta.

Ventajas:
< El menor desgaste de la punta permite una exploracion de mas alta resolucion
e Una interaccion no destructiva con la muestra de la punta
significa ausencia de dafio en la muestra
 Los resultados son menos dependientes de parametros

\-
1YV

Arquitectura superior

. Unprocessed raw data

Los AFM de Park se caracterizan por la
arquitectura desacoplada XY y Z, el guiado
flexible y los rapidos movimientos del Z
escaner. Con esto se logran barridos planos
libres de distorsion, se habilita la tecnologia
de No Contacto, las medidas avanzadas de
espectroscopia de fuerza distancia gracias al
control dinamico de la platina en Z, y el Unico
cabezal 3D rotable disponible a nivel mundial.

Barrido XYdonde detalla la alta
linealidad y ortogonalidad

Escaneres XY y Z desacoplados y datos
brutos no procesados

Mayor linealidad para exploraciones mas precisas

Muchos factores pueden comprometer la precision del escaner como la fluencia, histéresis, dependencia de la temperatura y
envejecimiento. Por eso todos nuestros escaneres XY son controlados por un circuito cerrado, que detecta la posicién real
del escaner y corrige cualquier comportamiento no lineal, dando una linealidad integral de menos de 0.5%

Escaneres XY y Z separados con nula curvatura de fondo para eliminar el movimiento fuera del plano
Los AFM de Park se caracterizan por una estructura separada de los escaneres, XY y Z, con nula curvatura de fondo para
reducir el movimiento fuera-de-plano a menos de 2 nm por 100 pm de desplazamiento.

Mejor capacidad de respuesta para que pueda ver mas
Todos nuestros escaneres XY tienen ejes de conduccion independientes para cada direccion lo cual genera mejor respuesta que los
escaneres de tubo piezoeléctrico para que asi pueda ver cada detalle.
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Park SmartScan

El software de medida mas poderoso y el mas sencillo de usar

Choose pixel density
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1, 2, 3 Imagen en un clic con Park SmartScan

En una industria dominada por interfaces de usuario complicadas, Park Systems se enorgullece de crear sistemas que son potentes y
sorprendentemente faciles de usar. Nuestro SO Park SmartScan fue disefiado para ser altamente efectivo mediante la automatizacion de
muchos de los procesos que los investigadores e ingenieros realizan cada dia. Esto puede mejorar drésticamente la eficiencia en entornos
de laboratorio e industriales y permite que técnicos sénior transfieran mas habitualmente algunos de sus trabajos a los usuarios menos
experimentados.

Park SmartScan automatiza y guia al usuario a través de cada paso del proceso de imagen. Todo lo que el usuario necesita hacer es
colocar la muestra en posicion, seleccionar el area de interés y especificar el tamafio de exploracién deseado. El resto lo realizara el
software al clic de un boton.

El sistema automaticamente sellecionard la frecuencia de barrido de la micropalanca, movera la platina Z hacia la muestra y realizara el
enfoque automatico de la muestra lo que permitira al usuario ver y navegar por la zona de interés . También ajustara todos los parametros
necesarios para la configuracion 6ptima, aproximando la micropalanca e iniciando la exploracion de la muestra. La exploracion continuara
sin ninguna entrada adicional del usuario hasta que la imagen sea adquirida y completada.

Poderosas herramientas de Software integradas

Park Systems trabaja constantemente para hacer que nuestras herramientas sean mas poderosas y Utiles para los usuarios en
la investigacion y la industria. Nuestras nuevas herramientas integradas de software permitiran avances significativos en la
precision y eficiencia en la espectroscopia de nanoescala y metrologia.

Abajo se muestra una lista parcial de las innovaciones que hemos desarrollado:

= PinPoint Nanomecanico

e QuickStep SCM

e EFM de un paso

= Escaneo automatizado en base a receta

= Revision de defectos automatica

= Escaneado 3D

= Microscopio de barrido por conductancia ionica (SICM) 09



Nuestros productos y soluciones

Park Systems crea la linea mas exacta del mundo de microscopia en nanoescala y herramientas de metrologia para
investigacion y aplicaciones industriales. Nuestras caracteristicas innovadoras, tales como modo de True-Non
Contact™ y automatizacién avanzada, ponen a nuestros productos en un nivel muy lejos de la competencia y hace

que los AFM de Park Systems sean los AFM mas faciles de usar y mas avanzados.

AFM Generales

Park Systems ofrece una gama amplia de AFM para la investigacion general y aplicaciones industriales. Disefiados para ser
extremadamente versatiles, a la vez que proporcionar la precision y funcionalidad necesaria para realizar trabajos de alta calidad,
nuestra linea de AFM generales ofrece por igual a los investigadores e ingenieros la capacidad de tener resultados

extremadamente precisos rapida y facilmente.

Aplicaciones:
« Ciencia bioldgica
« Ciencia de los Materiales
* Analisis de fallos (A.F.)
» Andlisis Semiconductores
« Andlisis de dispositivos de disco duro

Park NX20

Potencia, versatilidad, facilidad de uso,
brillantemente combinados para AFM
de muestra grande

Park XE7

AFM de verdadero nivel
de investigacion para
el presupuesto practico
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Park NX10

El AFM de Investigacion mas
preciso y de mas facil uso del mundo

Park NX-Hivac

El AFM de alto vacio mas avanzado
para analisis de fallos e investigacion
de materiales sensibles

Park XE15

Capaz, adaptable y asequible,
el AFM con mejos relacion de
valor para muestra grande

Bio AFM y SICM

La investigacion bioldgica es uno de los campos de mas rapido crecimiento del siglo XXI. Los AFM de Park han desempefiado papeles
criticos en este sector, dando a los investigadores las herramientas necesarias para desarrollar nuevas ideas en los vastos y complica-
dos procesos y estructuras de la hiologia.

Park NX-Bio

Tres atractivas Microscopias
de nanoescala en una innovadora plataforma

Park NX10 SICM

Imagen de Nanoescala
de vanguardia en medios acuosos

AFM industriales

Park Systems esta dedicado no sdlo al avance de la investigacién, sino también de la industria. Por eso nuestros disefiadores han
trabajado para construir una linea de AFMS mas eficaces para los ingenieros de A. F. y aplicaciones industriales.

Permitiendo a los usuarios tomar medidas altamente precisas y completar su trabajo mas rapidamente. Estas herramientas pueden
mejorar la eficiencia en el trabajo y reducir los errores, llevando a un proceso de desarrollo y produccion mas rentable y consistente.

Aplicaciones:

o Analisis de fallos
o Andlisis de semiconductores
o Andlisis de dispositivos de discos duros

Park NX-PTR

AFM totalmente automatizado
para la metrologia precisa en
linea de agujas de cabezal

de disco duro

Park NX-HDM

El AFM mas innovador para

la revision automatizada

de defectos y medicion

de la rugosidad de la superficie.

o |1"'~

w Park NX-3DM

Innovacion y eficiencia
para la metrologia 3D

Park NX-Wafer |

Perfilador de fuerza atémica
de bajo ruido y alto
rendimiento con revision
automatica de defectos
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Park NX10

El AFM de Investigacion mas preciso y de mas facil uso del mundo

En Park Systems, entendemos que en el mundo altamente competitivo de hoy, los investigadores no pueden permitirse tener
que preocuparse por la precision de sus instrumentos. Esa es la razon por la cual desarrollamos el Park NX10, el AFM mas

preciso y facil de usar del mundo.

Alta precision para la investigacion en la nanoescala

e Escaner independiente Z y detector de bajo nivel de ruido Z para mejores lecturas

e Basado en la platina XY de guiado flexible para eliminar el efecto de abombamiento presente en los demas AFM
e El Gnico y verdadero AFM sin contacto del mundo para mantener sus puntas afiladas mas tiempo

e Imagen precisa, interfaz de uso facil, enfoque automatico de la punta y ajuste de exploracién 10 veces més rapido

Altura de la muestra 1.5 pm altura Escalones atomicos para la muestra plana de la oblea de zafiro
Modo de exploracion: Modo True Non-Contact™ 0.3 nm de altura, modo de escaneo: Modo True Non-Contact™
Topografia desde sensor de posicion Z Topografia desde sensor de posicion Z

nm
6

Il
3

0 250 500 750 1000
nm

Muestra suave de fibrilla de colageno
Modo de exploracion: Modo True Non-Contact™
Topografia desde sensor de posicion Z

Muestra dura de pelicula de tungsteno
Modo de exploracion: Modo True Non-Contact™
Topografia desde sensor de posicion Z

Topografia

Especificaciones
Escéner Optica
Escaner XY: 50 pm x 50 ym Lentes de objetivo: 10x (20x opcional)

(opcional 10 um x 10 pm o 100 pm x 100 pm)
Escaner Z: 15 pym, 30 ym (opcional)
Ruido de topografia: < 0.03 nm (0,02 nm tipico)

Electrénicos

ADC: 18 canales DAC: 12 canales
4 canales ADC de alta velocidad (50 MSPS) 2 canales DAC de alta velocidad (50 MSPS)

ADC de 24 bits para el sensor de la posicion X, Yy Z DAC de 20 bits para el posicionamiento X, Y y Z = N

3 canales de amplificador afianzado integrado

Etapa de muestra Informacion Fisica
Recorrido de la etapa XY: 20 mm x 20 mm Dimension (caja actistica mejorada):
Recorrido de la etapa Z: 22 mm 700 mm (W) x 800 mm (D) x 1300 mm (H)
"_'

Recorrido de la etapa de enfoque: 15 mm
Tamanio de la muestra: hasta 50 mm x 50 mm, hasta 20 mm de espesor H_,.—
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Park NX20

Potencia, versatilidad y facilidad de uso,
brillantemente combinados en un AFM para muestras grandes

Investigadores en genera de la industria, asi como ingenieros de A. F. (Analisis de Fallos) tienen la responsabilidad de generar
resultados. No hay lugar para el error en los datos aportados por sus instrumentos. Por eso el Park NX20, con su reputacién como el
AFM de muestra grande mas exacto del mundo, es altamente valorado por los investigadores y profesionales A. F. en el mundo.

Solucion AFM precisa para muestras grandes para investigacion y laboratorios de A.F.

e Mediciones de rugosidad de la superficie para dispositivos y sustratos
e Revision de defectos de imagen y anélisis

® Modo de alta resolucion de exploracion eléctrica

e Mediciones de perfiles para el estudio de estructura 3D

® Topografia precisa AFM con detector de bajo nivel de ruido Z

estra Examina uestra

QuickStep™ SCM Microscopia de fuerza magnética (MFM) Microscopia de barrido térmico (SThM)

Perfiles SCM de semiconductor n-dopado Dominio magnético de alta densidad Mapa de temperatura de poste-punta-recesi
e

medio HDD (2 p ) de un regulador de disco duro activo (20

g
Topografia (10 ym x 10 pm)

i,_

Especificaciones
Escaner Optica
Escaner XY: 100 pym x 100 ym Lentes de objetivo: 10x (20x opcional)

Escaner Z: 15 um, 30 pm (opcional)
Ruido de topografia: < 0.03 nm (0,02 nm tipico)

Electronicos

ADC: 18 canales DAC: 12 canales
4 canales ADC de alta velocidad (50 MSPS) 2 canales DAC de alta velocidad (50 MSPS)
ADC de 24 bits para el sensor de la posicion X, Yy Z DAC de 20 bits para el posicionamiento X, Yy Z
3 canales de amplificador afianzado integrado [T I. . -—
Etapa de muestra Informacion Fisica
Recorrido de la etapa XY: 150 mm x 150 mm, 200 mm x 200 mm Dimension (caja acustica mejorada):
Recorrido de la etapa Z: 25 mm 820 mm (W) x 9200 mm (D) x 1280 mm (H) |

Recorrido de la etapa de enfoque: 15 mm

Tamaiio de la muestra: hasta 150 mm o 200 mm de didmetro, hasta 20 mm de espesor m




Park NX-Hivac

El AFM de alto vacio mas avanzado para analisis
de fallos e investigacion de materiales sensibles

El Park NX-Hivac es un AFM avanzado de alto vacio, disefiado para proporcionar alto rendimiento y precision para el
analisis de fallos en semiconductores altamente dopados. Usando tecnologia de la firma Park, el Park NX-Hivac es un
AFM de verdadero vacio que puede proporcionar mediciones de alta resolucion, bajo nivel de ruido e imagenes que son
repetibles y faciles de adquirir. Esto lo hace ideal para laboratorios que buscan aumentar su rendimiento y precision.

Escaneo de alto vacio para aplicaciones de analisis de fallos

e Avanzada alineacion laser StepScan y automatizacion para el escaneo mas rapido

e Portaplacas para multiples muestras

e Cambio facil de la punta con tecnologia Park

e Gran camara de vacio de 300 X 420 mm X 320 mm
» Optica sobre el eje con distancia de vision ultra larga
e SSRM de alto vacio para sensibilidad mejorada
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Imagen SSRM de calibracion de escalera de muestra (tipo N)

Especificaciones

Escaner Optica
Escaner XY: 50 pm x 50 pm (100 pm x 100 pm opcional) Lentes de objetivo: 10 x
Escaner Z: 15 pm CCD de 5M pixel

Etapa de muestra

Recorrido de la etapa XY: 22 mm x 22 mm
Tamafio de la muestra: hasta 50 mm x 50 mm, hasta 20 mm de espesor

Software Electronica

SmartScan: Park AFM operating software ADC: 18 canales
XEI: AFM data analysis software 4 canales ADC de alta velocidad (50 MSPS)
Hivac Manager: Auto vacuum control Software ADC de 24 bits para el sensor de la posicion X, Yy Z

DAC: 12 canales
- 2 canales DAC de alta velocidad (50 MSPS)
Alto vacio DAC de 20 bits para el posicionamiento X, Y y Z

3 canales de amplificador afianzado integrado
Nivel de vacio: Por lo general menos de 1 x 10-5 Torr

Velocidad de bombeo: Llega a 10-5 Torr dentro de 5 minutos
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Imagen SSRM de calibracion de escalera de muestra (tipo P)

Informacion Fisica

Camara de vacio (interior): 300 mm x 420 mm x 320 mm
Camara de vacio (exterior incluyendo granito y bomba):
800 mm x 950 mm x 730 mm

NX-Hivac E

Pt |
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Park XE7

AFM de verdadero nivel de investigacion para el presupuesto practico

El Park XE7 es uno de los AFM a nivel de investigacién mas asequible disponibles, tanto en términos de precio inicial como de
costo total de propiedad. Esto lo hace perfecto para departamentos que necesitan una potente investigacion AFM o herramienta
de ensefianza, pero estan con un presupuesto limitado. Cuenta con modo True Non-Contact™ de Park, asi que usted puede
ahorrar dinero en puntas de prueba. Esta construido para durar y es altamente actualizable, asi que usted podra usarlo

en su laboratorio mucho mas tiempo que muchos AFM de la competencia.

Alta precision y rendimiento para el presupuesto contenido de investigacion

e Eliminacion de cruce de sefiales genera mas precision en exploraciones XY
e Mediciones de altura precisas sin procesamiento de software
e El mayor nimero de opciones disponibles para medicion de muestras

e Gama completa de modos SPM
e El mejor conjunto de opciones y mejoras del mercado

Propiedades eléctricas _

i
h

Propiedades mecanicas Propiedades termales Muestra: Grafeno

Especificaciones
Escaner Optica
Escaner XY: 10 um x 10 pmEscaner Z: 15 pm Lentes de objetivo:
(opcional 50 pm x 50 pm o 100 pm x 100 pm) 10x (20x opcional)CCD de 5M pixel

Escaner Z: 12um, 25um (opcional)
Ruido de topografia: < 0.03 nm (0,02 nm tipico)

Electrénica

DSP de alto rendimiento: 600 MHz con MIPS 4800
ADC: 20 canales de ADC de 16 bits a 500 kHz de muestreo
DAC: 21 canales de 16 bits DAC a 500 kHz de muestreo

Electrénica

Recorrido de la etapa XY: 13 mm x 13 mm

Recorrido de la etapa Z: 29.5 mm

Recorrido de la etapa de enfoque: 70 mm

Tamaiio de la muestra: hasta 100 mm x 100 mm, hasta 20 mm de espesor
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Park XE15

Potencia, versatilidad, facilidad de uso, brillantemente combinados para un AFM
de muestra grande econdmico

El Park XE15 incluye muchas funcionalidades unicas que lo hacen ideal para laboratorios y centros que procesan un gran
volumen de investigacion y necesitan un AFM que pueda manejar una amplia gama de muestras. Su precio razonable y sélido
conjunto de caracteristicas también lo hacen uno de los AFM con mejor valor disponibles.

Versatilidad y potencia para la investigacion en la relacion de nanoescala y A.F.

e Andlisis maltiple de muestras que reduce el tiempo muerto entre analisis

e E| tamafio de las muestras de 200 mm X 200 mm aumenta las posibilidades

e Nuestro mas inclusivo conjunto en los modos de exploracién para adaptarlos a cualquier necesidad
e Perfecto para los laboratorios compartidos y servicios para usuarios

Imagenologia de alta resolucion Medicion de rugosidad de la superficie Caracterizacion eléctrica
a de Epi Si (100) Oblea Si AFM Conductiva
Vg - T Cambio actual segiin el sesgo de la muestra
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¢
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Modo True Non-Contact™ (20 pm x.20 pm)

»

Topografia por modo True Non-Contact™
(15 pm x 15 pm)
— =

Imagen actual (3 pm x 3 pm)

Especificaciones
Escéner Optica
Escaner XY: 100 pm x 100 pm Lentes de objetivo: 10x (20x opcional)
Escaner Z: 12 pm, 25 pm (opcional)
Ruido de topografia: < 0.05 nm
Electronica
DSP de alto rendimiento: 600 MHz con MIPS 4800

ADC: 20 canales de ADC de 16 bits a 500 kHz de muestreo
DAC: 21 canales de 16 bits DAC a 500 kHz de muestreo

Etapa de muestra Informacion Fisica
Recorrido de la etapa XY: 150 mm x 150 mm Dimension (caja acustica mejorada):
Recorrido de la etapa Z: 27.5 mm 820 mm (W) x 920 mm (D) x 1280 mm (H)

Recorrido de la etapa de enfoque: 20 mm
Tamano de la muestra: 150 mm, hasta 20 mm de espesor
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Park NX10 SICM

Imagen de Nanoescala de vanguardia en medios acuosos

El microscopio Park NX10 de analisis de barrido por conductancia iénica (scanning ion conductance microscopy o SICM) permite a
los investigadores adquirir medidas exactas de muestras en medios acuosos. Estudios electroquimicos utilizando SICM ahora se
puede compatibilizar investigacién de mecanismos de reaccion relacionados con la quimica redox y otros fenémenos con la
capacidad de mapear la topografia de su muestra. La correlacion de estos conjuntos de datos tiene enormes implicaciones para
aplicaciones tales como el desarrollo de baterias de nueva generacion donde SICM puede medir el rendimiento de una bateria
frente a su degradacion en la nanoescala. El Park NX10 SICM también puede ser de gran beneficio para el trabajo en biologia
celular. A diferencia de AFM, el SICM no aplica ninguna fuerza sobre las muestras, lo que significa que los biélogos celulares pueden
estudiar las células vivas sin molestarlas, abriendo nuevas puertas de investigacién sobre como funcionan estas unidades de vida.

El médulo Park NX10 SICM también se puede comprar como una opcion para su Park NX10 AFM, lo que permite una

facil transicion entre las dos técnicas, la creacion de una herramienta atin mas amplia para el anlisis de muestras.

Herramienta de alta precision para imagenes en la nanoescala no invasivas basadas en SICM y AFM

¢ Imagen no invasiva en liquidos para asegurar una mayor integridad de las muestras del proyecto
e Posicionamiento con resolucion nanométrica de la nano/micropipeta y control de distancia en
la pipeta/ muestra en nanoescala permite hacer ajustes mas finos
e La espectroscopia y mapeo de la relacion corriente - distancia permite a los investigadores tomar lecturas mas precisas
¢ Nuestra plataforma abierta permite una facil integracion con otros sistemas asi que los usuarios pueden aumentar sus capacidades de analisis

El Park NX10 SICM proporciona imagenes en la
nanoescala para una amplia gama de aplicaciones:

KB Quimica Analitica

Imagen de reaccion electroquimica mediante la integracion de
la microscopia de barrido electroquimico

A Electrofisiologia
La deteccion de los canales idnicos, junto con el modo anclaje de conexion

[E] Neurociencia
Imagen de alta resolucion de neurona Unica integrado con el modo anclaje de conexion

A Biologia celular
Imagen de morfologia celular, nano biopsia e inyeccion

Médulo Park NX10 SICM

La integracion del SICM y el sistema-Park NX10 AFM-de
Park Systems permite a los investigadores ampliar la
profundidad de sus investigaciones y facilmente realizar
imagen de nanoescala en medios acuosos.

Nuestro software de auto imagen
hace la exploracion mas facil y mas precisa

Bl Automatizacién para facilitar la exploracion

‘ Agilizar la investigacion y aumentar la productividad
‘ ‘ ‘ con ARE (aproximarse-retraer-escanear) libre de
‘ control de parametros, para que tenga menos de que
|

>

preocuparse mientras explora.

R

] Control constante de distancia
sonda-muestra en nanoescala

Automaticamente actualiza su valor antes de

| i
L) |
/ aproximarse a cada pixel, la altura de parada de la
pipeta cerca de la superficie de la muestra no es
V////// /////m influenciada por la deriva del punto de ajuste.



Park NX-Bio

Tres atractivas Microscopias de nanoescala en una innovadora plataforma

Entendemos que un investigador de Biologia de nanoescala, necesita herramientas versatiles, de gran alcance para hacer
investigacion innovadora eficientemente. Es por eso que hemos creado el Park NX-Bio, que combina microscopia de barrido
por conductancia ionica (SICM), un microscopio de fuerzas atémicas True Non-Contact Mode™ (AFM) y un microscopio
dptico invertido para obtener una potente imagen.

Solucion integral para los investigadores de Biologia de nanoescala

e Park NX AFM de alta precision con un escaner independiente Z, base de flexién XY, y la Unica tecnologia True Non-Contact™ del mundo
e Ultra alta resolucion dptica con imagen integrada con microscopio invertido
e Imagenes de células vivas de alta definicion con microscopio de barrido por conductancia iénica (SICM)

Tejido Cerebral de Rata

Células madre embrionarias humanas Microscopio de fuerza atomica (AFM) Célula de traquea de rata

El Park SICM es capaz de visualizar estructuras delicadas y pequefias micro-vellosidades El Park SICM no daiia ni quita las delicadas
en la membrana celular que no pueden ser detectadas por AFM estructuras como vellosidades de las células

Especificaciones

Escaner Configuracion éptica

Escaner XY: 100 pm x 100 pm  Compatible con microscopios invertidos de
Escaner Z: 25 um e Zeiss (Axio Observer Z.1)
* Nikon (Ti-S, Ti-U, Ti-E)
¢ Compatible con los microscopios confocales y la técnica de de fluorescencia tales
como TIRF, STORM Topview Optics (vertical) con cdmara CCD para muestras opacas

Etapa de muestra Configuracion éptica

Dimensiones: 1,000 (w) x 1,030 (d) x 1,460 mm (h)
(caja acustica mejorada)

Recorrido de la etapa XY: 14 mm

Recorrido de la etapa: 0.1 ym

Rango de trabajo de etapa Z

® -14 mm, movimiento motorizado

Tamaiio de la muestra:

* 50 mm x 50 mm, 20 mm grueso, y hasta 500 g
o Plato de Petri (38 mm)
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Park NX-HDM

El AFM mas innovador para la revision automatizada
de defectos y medicion de la rugosidad de superficie

La identificacion de defectos de nanoescala es un proceso muy largo y tedioso para los ingenieros que trabajan con
medios y substratos planos. EI Park NX-HDM es un sistema de microscopia de fuerza atémica que acelera el proceso de
revision de defectos por un orden de magnitud mediante la identificacion, exploracién y anélisis automatizado del defecto.
El Park NX-HDM se enlaza directamente con una amplia gama de herramientas de inspeccién optica, aumentando
significativamente el rendimiento de la revision automatica de defectos. Con el nivel de ruido mas bajo de la industria y su
tecnologia Unica de

Potente AFM automatizado para la industria

¢ Un mayor rendimiento con la tecnologia de automatizacion avanzada
e |dentificacion, exploracion y analisis automatico de defectos

e Medicion de la rugosidad superficial sub-Angstrom

e Bajo nivel de ruido lider en la industria

Map of Defect Coordinates from an Optical Inspection Tool

Transferencia automatica Optica Inspection ool RS

. L with Defect Ci i Remapped in the AFM

y alineacion de mapas de defectos a AFM

Utilizando un algoritmo avanzado de cartografia patentado, el mapa de defectos e t

obtenido de la herramienta de inspeccion 6ptica automatizada (AOI) es ) s reference point [GY | DR > D
exactamente transferido y asignado al Park NX-HDM. Esta tecnologia permite la

automatizacion completa para la imagenologia de defectos de alto rendimiento. ® -

Exploracion automatizada de la busqueda
y exploracion de Zoom

Los parametros de escaneo optimizado permiten un andlisis rapido de dos pasos: (1) una
busqueda rapida a baja resolucion para localizar el defecto y luego (2) un zoom de alta resolucién
en exploracion para obtener los detalles del defecto. Los parametros de tamafio de exploracion

y velocidad de exploracion son ajustables para que coincida con las necesidades del usuario.

Especificaciones

Escéner Optica

Escaner XY: 100 pm x 100 pm
Z scanner: 15 pum, 30 pm (opcional)
Ruido de topografia: < 0.03 nm (0,02 nm tipico)

Lentes de objetivo: 10x (20x opcional)

Electronica

ADC: 18 canales
4 canales ADC de alta velocidad (50 MSPS)
ADC de 24 bits para el sensor de la posicion X, Yy Z

Etapa de muestra

Recorrido de la etapa XY: 150 mm x 150 mm, 200 mm x 200 mm

Recorrido de la etapa Z: 25 mm

Recorrido de la etapa de enfoque: 15 mm

Tamaiio de la muestra: hasta 150 mm o 200 mm de didmetro,
hasta 20 mm de espesor

DAC: 12 canales
2 canales DAC de alta velocidad (50 MSPS)
DAC de 20 bits para el posicionamiento X, Y y Z
3 canales de amplificador afianzado integrado

Informacion Fisica

Recinto actistico
880 (w) x 980 (d) x 1460 (h) mm
aprox. 620 kg (incl. sistema basico de NX-HDM)

Armario de control
600 (w) x 900 (d) x 1330 (h) mm
170 kg aprox. (Incl. Controladores)

Atomic Ferce Microscope

:MH-—=



Park NX-PTR

AFM totalmente automatizado para la metrologia
precisa en linea de agujas en cabezales de discos duros

El Park NX-PTR completamente automaticos en linea es un AFM de solucion industrial, orientado, no limitado a, medidas
automaticas de la retraccion de la aguja lectora, nivel de agujas, y nivel de agujas de HGA. Con escala de precisién sub-nano,

repetibilidad y rendimiento, el Park NX-PTR es la herramienta de metrologia de eleccion para los fabricantes de cabezales de HD

para mejorar su rendimiento global y produccion.

Potentes funciones para mediciones PTR en linea de alto rendimiento

e Ser mas productivo con AFM completamente automatizado para medidas en linea de aguja en cabezales HD
e Obtener medidas exactas y repetibles para mejorar el rendimiento y la produccion

e Medidas precisas con detector de bajo nivel de ruido Z

e Mayor vida de la punta y mejor resolucion de exploracién con el modo True Non-Contact™

Mediciones en linea automatizadas de agujas en cabezales de disco duro

La clave para mejorar el rendimiento de la produccién de as agujas en cabezales de disco con dimensiones cada vez mas reducidas y complejidad creciente
es la exactitud en la nanoescala. El Park NX-PTR proporciona mediciones precisas automaticas para agujas en cabezales de disco duro.

Pole Tip
Recession

Andlisis y medicion automatica de PTR

Las medidas de recesion de la punta estan completamente automatizadas con el sistema NX-PTR,

dandole mayor capacidad y rendimiento, tanto a nivel del portador, rowbar y de la aguja.

Obtiene autométicamente la medicion y andlisis de las distintas aplicaciones de angulo de pared.

I ~ Medicion y analisis de angulo de pared automatica

| - Analisis y medicion automatica del defecto
l La medicion y anlisis de varios defectos como picos en el borde son totalmente automatizadas.
—
Especificaciones
Escaner Electrénica

Escaner XY: 100 ym x 100 ym DSP de alto rendimiento: 600 MHz con MIPS 4800
Z scanner: 15 um ADC: 20 canales de ADC de 16 bits a 500 kHz de muestreo
Ruido de topografia: < 0.05 nm DAC: 21 canales de 16 bits DAC a 500 kHz de muestreo

Etapa de muestra

Viaje de fase XY: viaja hasta 300 mm x 300 mm Etapa de enfoque motorizado: recorrido Z de 15 mm para la dptica sobre el eje
Repetibilidad de 2 pm

Recorrido de la etapa Z: 25 mm

Informacion Fisica

Recinto acustico Armario de control
880 (w) x 980 (d) x 1460 (h) mm 600 (w) x 900 (d) x 1330 (h) mm
aprox. 620 kg (incl. sistema basico de NX-PTR) 170 kg aprox. (Incl. Controladores)
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Park NX-Wafer

Perfilador de fuerza atémica de bajo ruido
y alto rendimiento con revision automatica de defectos

El Park NX-Wafer es el inico AFM para fabricantes de obleas con revision automatica de defectos. Esto le da el poder de
aumentar el rendimiento de su laboratorio hasta un 1000% al tiempo que garantiza un alto nivel de precision y control de
calidad al escanear las obleas de hasta 300 mm de tamafio.

Perfilado de fuerza atémica de alto rendimiento preciso

e Solucion AFM completamente automatizada para imagen y analisis del fallos

e Capaz de escanear las obleas de 300 mm

e Puede mejorar la productividad de revision de defectos hasta un 1000%

e Perfilador de bajo nivel de ruido atémico para mediciones mas precisas de perfil CMP
e Medicion de la rugosidad superficial sub-Angstrom

e Minima variacién punta a punta

(2) Zoom-in Scan

Exploracién automatizada de la busqueda y exploracion de Zoom
Los defectos se captan en imagenes en dos pasos: (1) una imagen de estudio, ya sea por AFM o
vision dptica mejorada, para refinar la localizacion del defecto, entonces (2) una exploracion
AFM con zoom para obtener una imagen detallada del defecto, presentando anélisis automatico
del tipo de defecto y las consiguientes dimensiones del defecto.

Coordinate Translation of Defect Maps to AFM by Enhanced Vision

Coarse alignment Fine alignment
Yo Yo,

Transferencia automatica y alineacion de mapas de defectos a AFM

Utilizando la técnica de traduccion de coordenadas patentada de Park, el nuevo Park ADR AFM
puede transferir con precision los mapas de defectos obtenidos de una herramienta de inspeccion de

. defectos de dispersion laser a un sistema AFM Park de 300 mm. Esta tecnologia no requiere de
N - ninglin paso separado para calibrar la etapa del sistema de inspeccion de defectos especificos y
wn . permite la automatizacion completa de la imagenologia del defecto de alto rendimiento.
1. Wafer Center Position (X1, Y1) X', ')
2. Rotation Angle® L e )
(X3, Y3) (X3, Y'5)
(Xa, Ya) X'a Ya)
Especificaciones
Escaner Electronica

Escaner XY: 100 um x 100 ym DSP de alto rendimiento: 600 MHz con MIPS 4800
Z scanner: 15 um ADC: 20 canales de ADC de 16 bits a 500 kHz de muestreo
Ruido de topografia: < 0.05 nm DAC: 21 canales de 16 bits DAC a 500 kHz de muestreo l

Etapa de muestra

Viaje de fase XY: viaja hasta 275 mm x 275 mm Recorrido de la etapa Z: 27 mm
Resolucion de 0.5 pm (sistema de 200 mm) .
Viaja hasta 400 x 300 mm [ 9 i = = =
Resolucion de 0.5 pm < 1 pm repetibilidad (sistema de 300 mm) L |

Recorrido de la etapa de enfoque: 9 mm I
Tamaiio de la muestra: 200 mm, hasta 20 mm de espesor (sistema de 200 mm)
300 mm, hasta 20 mm de espesor (sistema de 300 mm)

Informacion Fisica 2
NX-Wafer

Sistema de 200 mm Sistema de 300 mm

1480 mm (w) x 980 mm (d) x 2024 mm (h) 1820 mm (w) x 1170 mm (d) x 2024 mm (h)

c/sin EFEM, aprox. 750 kg (incl. gabinete de Control) c/sin EFEM, aprox. 1320 kg (incl. gabinete de Control)
2420 mm (w) x 1000 mm (d) x 2024 mm (h) 3170 mm (w) x 1350 mm (d) x 2024 mm (h)

con EFEM, aprox. 1230 kg (incl. gabinete de Control) con EFEM, aprox. 1670 kg (incl. gabinete de Control)




Park NX-3DM

Innovacion y eficiencia para la metrologia 3D

Park Systems presento la revolucionaria serie de Park 3DM, el sistema de AFM completamente automatizado disefiado para
medidas de perfiles de imagen de alta resolucion de paredes en escalones y mediciones de angulo critico. Con el sistema de
exploracion desacoplado XY y sistema de exploracion Z con analizador Z inclinado, se superan los retos de los métodos

normal e inclinado para analisis de paredes en escalones. Utilizando nuestro True Non-Contact Mode™, la serie Park 3DM
permite mediciones no destructivas de fotoresistencia de superficies suaves empleando puntas con alta relacion de aspecto.

Una herramienta indispensable para la fabricacion de obleas de hasta 300 mm de tamaiio

¢ AFM totalmente automatizado industrial que utiliza la tecnologia de alta precision Park NX

e Capaz de escanear las obleas de 300 mm

e [nnovador disefio del cabezal para perfiles normales y en cufia

¢ Ninguna preparacion de muestra es necesaria para obtener mediciones de rugosidad precisas de pared lateral

e £l modo de True Non-Contact™ permite preservar el instrumento y la muestra sin sacrificar la fidelidad de la imagen

Perfiles normales y en cuia

El Park NX-3DM permite acceso (nico a las estructuras socavadas y proyectadas de la fotoresistencia y otros materiales
industriales, garantizando que los usuarios reciban datos topograficos precisos a lo largo de toda la muestra.

Medicion de dimension critica
El modo True Non-contact™ permite
T preservacion CD del instrumento y la
o muestra sin sacrificar la fidelidad de la m Las imagenes tomadas en tres angulos de inclinacion diferentes pueden ser
Imagen. unidas para combinarse automaticamente y formar una imagen completa 3D.

m E| patron de lineas densas de fotoresistencia es reflejado con
3D AFM, el perfil coincide con la imagen SEM muy bien.

Medicion de rugosidad de la pared lateral

El innovador disefio de cabezal inclinable del Park NX-3DM permite el acceso a las paredes laterales con una
punta ultra afilada para obtener una imagen de alta resolucion, detalles bien definidos del area y su rugosidad.
Su innovador disefio de cabezal inclinable permite el acceso a las paredes laterales con punta ultra afilada para
obtener alta resolucion y mas detalles (definidos) de la rugosidad de la pared lateral.

Especificaciones
Escaner Electrénica
Escaner XY: 100 um x 100 ym DSP de alto rendimiento: 600 MHz con MIPS 4800
Z scanner: 15 um ADC: 20 canales de ADC de 16 bits a 500 kHz de muestreo
Ruido de topografia: < 0.05 nm DAC: 21 canales de 16 bits DAC a 500 kHz de muestreo

Etapa de muestra

Viaje de fase XY: viaja hasta 275 mm x 275 mm Recorrido de la etapa Z: 27 mm
Resolucion de 0.5 pm (sistema de 200 mm)
Viaja hasta 400 x 300 mm
Resolucion de 0.5 pm < 1 pm repetibilidad (sistema de 300 mm)

Recorrido de la etapa de enfoque: 9 mm
Tamaiio de la muestra: 200 mm, hasta 20 mm de espesor (sistema de 200 mm)
300 mm, hasta 20 mm de espesor (sistema de 300 mm)

Informacion Fisica

Sistema de 200 mm Sistema de 300 mm

1480 mm (w) x 980 mm (d) x 2024 mm (h) 1820 mm (w) x 1170 mm (d) x 2024 mm (h)

c/sin EFEM, aprox. 750 kg (incl. gabinete de Control) c/sin EFEM, aprox. 1320 kg (incl. gabinete de Control)
2420 mm (w) x 1000 mm (d) x 2024 mm (h) 3170 mm (w) x 1350 mm (d) x 2024 mm (h)

con EFEM, aprox. 1230 kg (incl. gabinete de Control) con EFEM, aprox. 1670 kg (incl. gabinete de Control)
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Camino para el crecimiento:
Opciones, accesorios y consumibles

Los AFM de Park se disefian para modularidad, haciéndolos altamente versatiles para una amplia gama de
entornos de investigacion e industriales. Desde nuestros recintos acusticos de bajo nivel de ruido, a nuestra gama
de escaneres, cabezales y accesorios, Park Systems crea algunas de las mas avanzadas y mas personalizables
herramientas de nanometrologia y de imagenologia disponibles. Los clientes pueden adaptar los AFM a sus
necesidades de equipamiento con nuestra amplia gama de accesorios y opciones.

Nuestras opciones y accesorios:

Modulo Park NX10 SICM

Maodulo de microscopio de barrido por conductancia iénica (SICM) de Park se ofrece como accesorio
adicional para el AFM Park NX10 proporcionando a los investigadores de la biologia la capacidad de
tomar mediciones precisas de muestras en ambientes acuosos. A diferencia de la tecnologia AFM,
este dispositivo no aplica ninguna fuerza a las muestras y asi los investigadores pueden estudiar las
membranas celulares sin dafiarlas, abriendo nuevas puertas en investigacion bioldgica.

Cabezales de escaner Z

Park Systems ha desarrollado un rango de cabezales de escaner Z que ayudan a hacer de los AFM de
Park los mas exactos del mundo. Nuestros cabezales actuales incluyen:

Cabezal de AFM NX estandar

El cabezal AFM NX estandar tiene una
alta velocidad de exploracion Z con 15
um de rango de escaneo. Es nuestro
cabezal predeterminado para toda la
serie NX de AFMS.

Cabezal NX AFM de largo recorrido

El cabezal NX AFM de largo recorrido ofrece
capacidad extendida de exploracién de Z
extendida en la serie NX de AFMS.

Cabezal 25 pm XE

Le brinda a su Serie XE de AFM una rango
extendido de la exploracién con

un escaner Z de 25 pm. Este cabezal es

ideal para muestras de alta relacion de aspecto
como lentes dpticas y dispositivos MEMS. El
cabezal es totalmente compatible con todos
los modos basicos y opciones avanzadas.

Cabezal estandar XE

Nuestro cabezal estandar XE es el
ideal para la mayoria de usos y trabaja
con todos los modos estandar y
avanzados para la Serie XE de AFMS.
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Cabezal 6ptico XE Adaptador de cabezal Hysitron Triboscope

Este cabezal adaptador le permite integrar

el nanoindentador Triboscope de Hysitron, Inc.
con nuestra serie NX de AFM. La alta
retroalimentacion del escaner Z permite
mediciones precisas de nanoindentacion.

El cabezal optico XE le permite utilizar la
micropalanca del AFM para la amplificacion
de la luz cuando se combina con
espectroscopia Raman, aumentando

la respuesta optica de la muestra.

Escaneres XY

Los escaneres XY de Park ofrecen una amplia gama de caracteristicas que los hacen extremadamente precisos y faciles de usar:

Escaner XY 10 pm x 10 pm

Para obtener la mas alta resolucion de imagen de AFM/STM, elija el escaner XY 10 pum.

Escaner XY 50 pm x 50 pm

El escaner estandar para el Park XE7 y Park NX10. El escaner XY 50 pm ofrece alta precision de exploracion
y condiciones estables de imagen con nula curvatura de fondo de la imagen, brindandole datos mas precisos.

Escaner XY 100 pm x 100 pm

El escaner XY de 100 pum proporciona un area medible mas grande, ademas de extremadamente muy precisa.

Celdas de Liquidos

Nuestra seleccion de celdas de liquidos ofrece una amplia gama de opciones para los investigadores bioldgicos que necesitan
medir muestras inmersas en un medio liquido controlado.

Celda de liquidos universal

Nuestra celda de liquidos universal es la opcion mas flexible y potente para los investigadores biolégicos. La
celda puede utilizarse como una celda de liquidos abierta o cerrada mientras que se tiene un control
constante de la temperatura. La celda cuenta con tres conexiones de salida para liquidos, gases o electrodos
de referencia y contraelectrodo.

Celda Electroquimica

H@H Esta celda es ideal para los investigadores bioldgicos que necesitan tomar medidas electroquimicas.
Cuenta con construccién PCTFE resistente a la corrosion por lo que aguanta bien un uso intensivo.

Celdas de liquido abierta

Ui . . o
l Nuestra celdas de liquidos abierta es la eleccion ideal para aquellos llevando a cabo
investigaciones en un ambiente abierto.
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Control ambiental

Nuestra seleccion de celdas liquidas ofrece una amplia gama de opciones para los investigadores bioldgicos que necesitan medir
muestras inmersas en un medio liquido controlado.

-
-—

5

Ambicamara

Cubiertas acusticas

Los AFM miden propiedades a escala de nanémetros, por lo que cada pequefio factor puede tener un efecto grande en la
exactitud. Es por ello que Park ha desarrollado algunas de las mejores cubiertas acUsticas del mercado, para aislar el instrumento

del ruido y siendo un factor decisivo para que Park sea el AFM mas preciso del mundo.

‘L v

1

Cubierta Acustica 101

Nuestra cubierta mas facil manejar, la
cubierta actstica 101 pesa solo 40 kg,
pero aisla de forma efectiva

su AFM de ruidos no deseados.

Cubierta Acustica 202

Esta cabina de disefio ergondémico
viene de serie con el Park NX20y
asegura el aislamiento del entorno
para bloquear el ruido acustico y ligero
externo que afecte el rendimiento del
sistema. Esté disponible Una opcion de
estabilizacion de temperatura para
que esta cabina reduzca significativa-
mente el efecto de la deriva térmica en
el cuerpo del AFM.

Cubierta acustica 301

Bk
—_— ==
= —
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Nuestra cdmara ambiental ofrece un ambiente controlado para las muestras sensibles al
' oxigeno y vapor de agua. La atmosfera de la camara se controla rigurosamente para establ-
ecer la concentracion de oxigeno y humedad.

Cubierta Acustica 201

Disefiado exclusivamente para la Serie
XE, la cubierta acustica 201 aisla el
AFM de ruido acustico externo y ruido
ligero para una precision exacta. La
unidad puede equiparse con una mesa
de aislamiento activo de vibraciones
para un rendimiento alin mejor.

Cubierta Acustica 203

La cubierta acUstica 203 esta disefiada
para su uso con el Park NX10, cuenta
con un disefio ergonémico que lo
convierte en una de las cubiertas
acUsticas mas eficaces y faciles de usar
del mercado. La deriva térmica puede
mitigarse mas a través de una opcion
de estabilizacién de temperatura que
puede integrarse con esta unidad.

Disefiada exclusivamente para el Park NX-Bio, esta cubierta acustica aisla los sistemas de ruido acustico y
luminico para aumentar la precision. La mesa de aislamiento activo de vibraciones incluida aumenta mas el
rendimiento del aislamiento de vibracién. También hay una opcion de estabilizacion de temperatura para
minimizar la deriva térmica, haciendo la unidad mas eficaz.

25



Accesorios

Para asegurarse de que pueda llevar a cabo las investigaciones y pruebas mas variadas y especificas , Park ofrece una gran
variedad de accesorios para adaptar su AFM.

Control activo Q

Durante la imagen sin contacto e intermitente, se disminuye la energia cinética de la micropalanca,
especialmente en el medio liquido. Esto reduce la precision y resolucién. Control activo Q combate esto
compensando activamente la pérdida de energia y mejorando la calidad de los datos topogréaficos.

Modulo de acceso de seial

Acceda a todas las sefiales de entrada y
salida de su AFM con el modulo de sefial
de acceso. La unidad proporciona una
manera facil de obtener la posicion del
escaner, la deflexion de la micropalanca,
sefial de conduccidn, voltaje y otros datos
para mejorar la calidad de su trabajo.

Soporte con sistema de vacio

Nuestro soporte con sistema de vacio es la opcion
mas segura para cargar muestras. En los soportes
estandar se pueden colocar obleas de 2 pulgadas,
4 pulgadas y 6 pulgadas pero nosotros también
podemos crear soportes personalizados para
tamarios diferentes de obleas.

Portamuestras no magnético

Ideal para la toma de medidas delicadas MFM,

al usar el portamuestras no magnético se previene
la interferencia experimentada por los campos
magnéticos producidos por el portamuestras estandar.

Generador de campo magnético

El generador de campo magnético le permite
aplicar un campo magnético externo a la
muestra. El campo puede ser regulado entre
-300 gauss a 300 gauss y es paralelo a la
superficie de la muestra. Entonces puede
observar facilmente cambios en la estructura
magnética utilizando una de nuestras opciones
de microscopia de fuerza magnética (MFM).

Kit de alto voltaje externo

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Este accesorio proporciona un sesgo externo

aplicado de hasta 2 kV.

Chips de anclaje

Nuestros chips de anclaje vienen en varios
tipos dependiendo de sus necesidades. Actual-
mente ofrecemos chips de anclaje estandar,
. chips de anclaje tipo clip, chips de anclaje
de ceramica, chips de anclaje con respaldo de
Teflon para AFM conductores y mas.
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El disefio Unico del cabezal permite el acceso lateral facil, lo que permite
facilmente colocar nuevas puntas y muestras en su lugar a mano. El voladizo
esta listo para escanear sin necesidad de cualquier alineacion de haz laser
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complicado usando Pre-alineada voladizos sobre el soporte de punta de voladizo.
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Garantia de servicio técnico y asistencia lider en la industria

Los AFM de Park se construyen para ser infalibles y faciles de usar. Pero incluso la tecnologia mas fiable puede tener
problemas técnicos. Es por ello que también ofrecemos el mejor servicio y soporte en la industria de imagen

y metrologia a nanoescala. Con un personal altamente capacitado de expertos en AFM y en nanotecnologia,
nuestro equipo esta siempre a mano cuando se les necesita para que pueda volver a su trabajo mas rapido.

El mejor soporte técnico de la industria

Siendo la Unica empresa especializada exclusivamente en la tecnologia AFM y SPM que se cotiza en la bolsa, hemos creado una

red global de ingenieros de servicio altamente capacitados con experiencia en los productos AFM en quienes puede confiar para

que no se detenga su trabajo. Con Park Systems usted puede estar seguro durante todo el dia en todo momento de que incluso sus
preguntas técnicas mas complejas recibiran rapidamente respuestas sdlidas de expertos reales en AFM. Nuestro objetivo es desarrollar
una relacién de asistencia a largo plazo con usted y su trabajo en la hanoescala y nos comprometemos a ofrecer nada menos que el
mejor servicio posible.

Soporte envivode9a 9

A veces los problemas no pueden esperar y usted necesita ayuda de un
experto de inmediato. Por eso Park ofrece soporte en vivo de 9 a.m. a 9 p.m.
en nuestro sitio web, dandoles a sus clientes acceso a los recursos y la ayuda
profesional que necesitan para solucionar sus problemas rapidamente.

@ LIVE CHAT

MR Click here to talk

Foro de soporte al cliente

Aproveche el conocimiento de crowdsourcing en nuestro foro técnico sélo para clientes. Nuestro foro de mensajes en linea es
frecuentado por los principales expertos en la tecnologia de Park y regularmente revisado por personal de Park para responder a
preguntas dificiles. Visite www.parkafm.com/support

Servicios de analisis de Park

Park Systems ofrece la tecnologia de punta en AFM a demanda del mercado norteamericano. De esta forma, aquellos que no
dispongan de presupuesto para comprar pueden obtener resultados de AFM y analizar sus muestras empleando los AFM
mas precisos disponibles. Esto lleva el equipo de alta precision y la experiencia sin paralelo de Park Systems a mas
investigadores, ingenieros e innovadores.

27



Contacte con nosotros

Park Systems desarrolla para ayudar a la ciencia y la industria proporcionandoles las herramientas de
nanoescala mas exactas y faciles de usar.

@ Sede regional
@ Socios de distribucion
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Somos una de las marcas mas fiables de la industria gracias a los sistemas increiblemente potentes y
versatiles que hemos sido capaces de crear a lo largo de nuestra historia desde el mismo inicio del AFM

Quiere saber mas sobre nuestra tecnologia lider en
microscopia y metrologia en la nanoescala?

Contacte con su representante:

SEDE CENTRAL ASIA EUROPA AMERICA

SEDE GLOBAL: +82-31-546-6800 China: +86-10-6401-0651 Francia: +33-1-6953-8023 Estados Unidos: +1-408-986-1110

SEDE DE LAS AMERICAS: +1-408-986-1110 India: +91-40-4012-3686 Alemania: +49-6103-30098-0 Canada: +1-888-641-0209

SEDE EN JAPON: +81-3-3219-1001 Indonesia: +62-21-5698-2988 Italia: +39-02-9009-3082 Brasil: +55-11-4178-7070

SEDE DEL SE ASIATICO: +65-6634-7470 Malasia: +603-8065-3889 Israel: +972-3-923-9666 Colombia: +57-347-0060
Filipinas: +632-239-5414 Suiza: +41-22-788-9186 Ecuador: +593-2-284-5287
Arabia Saudita: +966-2-640-5846 Rumania: +40-21-313-5655 Chile: +56-2-2245-4805
Taiwan: +886-2-8227-3456 Rusia: +7 (495) 22-11-208 México: +52-818-374-9000

OCEANiA Tailandia: +668-1424-3231 Espaiia y Portugal: +34-902-244-343
EAU: +971-4-339-2603 Turquia: +90-312-236-42-0708
Australia y Nueva Zelanda: +61-2-9319-0122 Vietnam: +844-3556-7371 UK e Irlanda: +44(0)1372-378-822
Benelux, Escandinavia y paises balticos: +31-184-64-0000
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